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(54) Title: OXIDE MEDIA FOR GETTERING IMPURITIES FROM SILICON WAFERS 

(54) Bezeichnung : OXIDMEDIEN ZUM GETTERN VON VERUNREINIGUNGEN AUS SILIZIUMWAFERN 

® (57) Abstract: The invention relates to a novel method for producing printable, low- to high-viscous oxide media and to the use 
CJ thereof in the production of solar cells. 

(5T (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues Verfahren zur Herstellung von druckbaren, niedrig- bis 
hochviskosen Oxidmedien, und deren Verwendung in der Solarzellenherstellung. 


